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による UV 酸化装置を新たに作製し、酸化速度を増加することを試みた。UV 照射下での酸素に
よる酸化で得られるニッケル酸化物は、オゾン酸化に比べ酸素過多となったが、膜厚はより薄く
なった。今後は、酸化に用いる酸素をさらに活性化し、酸化速度を増加させるために波長の短い
UV ランプを用いて、UV 酸化を行う。 
 
